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 LEP: Liquid Electrode Plasma（液体電極プラズマ） 

溶媒由来の輝線を用いた強度比法

（内標準法）による精度向上 
 

溶媒由来の輝線を内標準として、強度比法（内標準法）を用いると、検量線の直線性および、測定の

繰り返し性が向上することがあります。この方法では、内標準元素を添加する必要がありません。 

ハンディ元素分析器MH-5000を用いて測定した標準液の検量線を例に、発光強度法と強度比法（内標

準法）を比較しました。 

 

マンガン 

発光強度法  Mn 403.307 nm (I) 強度比法 Mn 403.307 nm (I) / H 434.047 nm ( ) 
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Wavelength [nm]

Mn 403.307 nm (I)

H 434.047 nm ( )

MH-5000, s2086, LepiCuve-C
740 V, (ON: 2 ms / OFF: 70 ms) x 20 pulses, 15 sp

Mn 446.202 nm ( )

 10 mg/L Mn
 8 mg/L Mn
 6 mg/L Mn
 4 mg/L Mn
 2 mg/L Mn
 1 mg/L Mn
 0.8 mg/L Mn
 0 mg/L Mn

in 1 mol/L HCl
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 LEP: Liquid Electrode Plasma（液体電極プラズマ） 

タリウム 

発光強度法  Tl 535.046 nm (I) 強度比法 Tl 535.046 nm (I) / O 844.638 nm (I) 

  

 

 

内標準輝線の設定 

専用ソフト LEP_Analyzerには、初期設定で、3つの内標準輝線が登録されています。 

    

 

上記の内標準輝線は、初期設定のベース補正に基づきピークサイズを自動計算しています。より正確

な評価を行う際は、以下の手順で、内標準輝線のベース補正をしてください。 

1) LEP_Analyzer主画面より「分析(A)」メニュー→「対象元素選択」で、内標準輝線を選択しま

す。 
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Wavelength [nm]

Tl 535.046 nm (I)

H 656.285 nm ( )

O 777.193 nm (I)

O 844.638 nm (I)

 2 mg/L Tl
 1 mg/L Tl
 0.8 mg/L Tl
 0.6 mg/L Tl
 0.4 mg/L Tl
 0.2 mg/L Tl
 0.1 mg/L Tl
 0.08 mg/L Tl
 0.06 mg/L Tl
 0.04 mg/L Tl
 0.02 mg/L Tl
 0 mg/L Tl

in 0.1 mol/L HNO3

MH-5000, s2086, LepiCuve-C
900 V, (ON: 2 ms / OFF: 40 ms) x 40 pulses, 15 sp

初期設定の内標準輝線 

ユーザーが設定した目的元素輝線 
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 LEP: Liquid Electrode Plasma（液体電極プラズマ） 

2) LEP_Analyzer主画面より「分析(A)」メニュー→「ベース補正」で、ピークサイズの加算範囲お

よびベースラインの計算範囲を設定します。 

手順の詳細は、別冊の『Analyzer操作マニュアル』をご覧ください。 

 

溶媒由来の輝線の例 

分光器モデル、測定容器、溶媒の種類、溶媒の濃度、測定条件により、見える輝線の種類、大きさが

異なります。 

 

 

用語解説 
 

JIS K 0116 : 2014 発光分光分析通則  4.7.3 定量法 より 

一定時間の積分によって得られた発光強度から，次の方法によって試料溶液中の測定対象元素の濃度を求める。必要があれば，

4.7.4によって発光強度又は濃度を補正する。 

a) 検量線法  検量線法として，発光強度法又は強度比法を用いる。 

1) 発光強度法 測定対象元素の濃度が異なる 4種類以上の検量線作成用溶液を調製する。この検量線作成用溶液を用い，発光強度

と濃度との関係線を作成して検量線とする。この検量線を用いて発光強度に対応する試料溶液中の測定対象元素の濃度を求め

る（図 8省略）。 

2) 強度比法（内標準法）  一定濃度の内標準元素を含み，測定対象元素濃度が異なる複数の検量線作成用溶液を 4種類以上調製

する。新たに添加した元素，又は試料溶液中に主成分として含まれる元素を内標準元素とする。内標準元素を新たに添加する

場合には，その元素が試料溶液中に含まれないことを確認しておく。内標準線及び分析線は，中性線同士又はイオン線同士で

その励起エネルギー差が小さく，かつ，分析線に対し分光干渉を生じない発光線を選択する。この検量線作成用溶液を用い，

内標準元素に対する測定対象元素の発光強度比と測定対象元素の濃度との関係線を作成して検量線とする。この検量線を用い

て発光強度比に対応する試料溶液中の分析対象元素の濃度を求める（図 9省略）。 

注記 1 検量線法では，試料溶液の組成と検量線作成用溶液の組成とが一致していることが望ましい。 

注記 2 検量線が直線にならない場合には，直線性が得られる範囲となるように，検量線作成用溶液の希釈などを行い，直線

範囲で測定することが望ましい。 

注記 3 装置の長時間連続運転，測定数の累積などによって検量線が変動する場合がある。このような場合，正確に定量する

ために，一定時間ごと又は一定測定数ごとに検量線校正用溶液を測定して，検量線を校正する必要がある。 
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Wavelength [nm]

 0.1 mol/L HNO3, 750 V, (2 ms / 40 ms) x 20 pulses

 1 mol/L HNO3, 650 V, (2 ms / 100 ms) x 30 pulses

O 777.193 nm (I)

O 844.638 nm (I)

H 486.133 nm ( )

H 656.285 nm ( )

H 434.047 nm ( )

MH-5000, s2086, LepiCuve-C


